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	Oktatási cél:

A mechatronikai alkatrészgyártásnál előforduló felületkezelési és anyagleválasztási technológiák megismertetése.



	Ismeretkörök (heti bontás): 

Tantárgyi tematika: 

1. A szilárdtest- és felületfizika alapjai.  

2. Felület-megmunkálás mechanikai módszerekkel. Az ultrahang és előállítása. Kavitácis erózió. Ultrahangos felülettisztítás. Ultrahangos megmunkálások: abrazív üregsüllyesztés, forgómarós megmunkálás. Ultrahangos vágás, pont- és vonalhegesztés. 

3. Szemcsesugaras eljárások. Száraz és nedves szemcsefúvás, szórás. Mikro abrazív szórás. Litográfia. Vízsugaras megmunkálások. Abrazív vízsugaras felületkezelés és vágás.  Vizes szuszpenziós vágás.

4. Felületmegmunkálások termikus (nagy energiasűrűségű) módszerekkel. Elektronsugaras megmunkálások. Fúrás elektronsugárral. Elektronsugaras vágás. Elektronsugaras hegesztés vákuumban és atmoszférikus nyomáson. 

5. A plazma és előállítása. Plazmasugaras megmunkálások. Vágás plazmasugárral és ívvel. Plazmaíves vágás. Plazmás hegesztés. Plazma- és ionsugaras marások. Fókuszált és reaktív ionsugaras marás. 

6. A lézersugár és előállítása. Lézersugaras hántolás. Lézeres maratás. Lézersugaras vágás. Lézersugaras fúrás. Lézeres hegesztés. Lézer alkalmazása felületi jelölésekre. Terahertz lézerek.

7. Szikraforgácsolás. Elektroeróziós anyagleválasztás. Huzalos szikraforgácsolás. Mikro szikraforgácsolás és fúrás. Elektroeróziós marás. Elektroeróziós köszörülés. 

8. Elektromos megmunkálások 

9. Kémiai megmunkálások.

10. A rétegleválasztás fizikai-kémiai alapjai. Vékonyréteg kialakítási, leválasztási technológiák.

11. Fizikai rétegleválasztás. Termikus bevonatok készítése. Vákuumgőzölés, porlasztás, folyadékfázisú leválasztás. Lángszórás, villamos ív és porszórás, robbantásos porszórás, plazmaszórás. Amorf fémek, felületrétegek előállítása.

12. Kémiai leválasztások. MBE, CVD technológiák. Lézeres kémiai gőzfázisú és folyadékfázisú leválasztás. 

13. Az elektrokémia bevonatok. Fémes multirétegek előállítása. 

14. Rétegek kémiai átalakítása.

15. Rétegminősítő módszerek. 
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